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【研究の概要等】  
シリコンの立体構造およびマイクロアクチュエータと窒化物光源デバイスをモノリシッ

クに集積することで、高機能で高集積度の光応用のMEMS (Micro-Electro-Mechanical 

Systems)が実現できると期待される。本研究では窒化物半導体光源と光MEMS構造をモノリ

シックに一体集積する手法を研究し、具体的なMEMSを試作する。具体的には、次の４点で

ある。1）平面Si基板へ窒化物半導体を成長後、MEMS加工を施す手法の確立。2）Si基板に

MEMS基本構造を加工後に窒化物半導体結晶を成長し、デバイスを製作する方法の確立。3) 

窒化物半導体のMEMS加工法の開発。4) 具体的な窒化物-Si複合光MEMSとして、照明方向を

制御できる配光光源、バイオ分析用マイクロ分光システム、光スキャナー、波長可変レー

ザ、光インターコネクションなどを実現する基礎を確立する。これらの技術の確立により、

MEMSの応用分野を拡大するとともに、窒化物半導体研究の新分野への展開の端緒を開く。

 

【当該研究から期待される成果】 

シリコンと窒化物半導体を組み合わせた MEMS の加工技術を開発できることで、MEMS 分

野の応用を広げる基盤を形成できる。また今後の窒化物半導体基板やデバイスの開発に伴

って実装技術の確立が欠かせないが、開発する MEMS 技術により、光、電子、マイクロ機械

の総合的な集積化に貢献できる新たな実装技術を提供できる。具体的な応用として配光可

変光源、バイオ分析用マイクロ光学システム、メカトロニクス用集積型光センサ、波長可

変光デバイスなどへ展開できる。 
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